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１．概要（Summary） 

我々は、次世代通信の光源として期待されるフォトニッ

ク結晶レーザを開発している。本年度は、主に、プロセス

全般を見直して電気特性の改善を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細電子ビームリソグラフィー装置 

EB蒸着装置 

 

【実験方法】 

高精細電子ビームリソグラフィー装置やドライエッチン

グ装置を用いて、共振器構造有する試料を作製した。 

EB蒸着装置を用いて上部電極を作製し、電気特性を

評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 開発するフォトニック結晶レーザでは、ヘテロウエハに

アスペクト比の大きな深い空孔を作製し、空孔内を屈折率

の低い空気で満たす。電流注入のためには、空孔上に電

極を形成する必要があるが、電極材料が空孔内部奥に侵

入すると素子の特性に悪影響をもたらす。 

上部電極を斜め蒸着法で作製することにより、Fig. 1に

示すように電極材料の空孔内への侵入を防ぐことが可能

となる。 

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image of fabricated 

device. 
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